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１．概要（Summary） 

大面積光学素子の微細構造を高速で転写するには

ローラ成形が有用であり，レーザアシスト法を適用す

ることで，ナノ構造の転写に成功した．（Fig. 1） 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 
【実験方法】 

高速大面積電子線描画装置を用いて Si 基板上に電

子ビームレジストをパターニングし，それを原版に

Ni 電鋳金型を作製した．（Fig. 2）金型をロールに巻

きつけ，ガラスロールで熱可塑性樹脂であるポリエチ

レンテレフタラート（PET）をはさみ，ガラスの裏面

からレーザを照射する．Ni 電鋳表面を加熱し，照射

位置から抜けると直ちに冷却される．ガルバノミラー

でレーザを往復させ，照射位置でのフォーカスを均一

にするために fθレンズを用いた． 

 
Fig. 1 Scheme of laser-assisted roller imprinting 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

750 nm ピッチのラインアンドスペース形状金型を

用いて成形した樹脂フィルムの写真とパターンの写

真を Fig. 3 に示す．スキャンした幅 380 µm のうち，

中心部からほぼ端まで、高さ 350 nm が転写された．

光学顕微鏡でコントラストが確認される端で原子間

力顕微鏡（AFM）測定したところ，高さ 250 nm の部

分があった． 

 
Fig. 2 Scheme, SEM image, AFM profile of 
750-nm-pitch pattern of Ni electroplated mold. 

 
Fig. 3 Experimental result of imprinted surfaces. 
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